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OZET

FLEKSOGRAFIK BASKI KALIBI URETMEK ICIN METOT
VE FLEKSOGRAFIK BASKI KALIBI

Uzun sureli bir bask: isleminde dahi kalip yizeyi kontaminasyonunun
onlenebilecegi bir fleksografik baski kalibi 1malat yontem: temin
edilir. Bir fleksografik baski kalibmin imalati i¢in bir metodun
karakterize edici 0zelligi, amino modifive bir silikon bilesigi igeren bir
stvinin, kittle olarak %50°den daha az olmayan bir jelasyon derecesine
sahip bir lateks igeren bir fleksografik baski kalibiyla temas
ettirilmesidir. Ad1 gecen lateksin muhteviyati, tercihen, baski kalib
recinesi bilesimi icerisinde kiltle olarak %30°dan daha az degildir, ve
amino modifiye silikon bilesiginin amino grubu esdegeri tercihen 500

g/mol’den daha az degildir.
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ISTEMLER

1. Bir fleksografik baski kalibinm imalati i¢in bir metot olup,
karakterize edici 0zelligi, amino modifiye bir silikon bilesigi igeren
bir sivinin, kiitle olarak %50°den daha az olmayan bir jelasyon
derecesine sahip bir lateks iceren bir fleksografik baski kahibiyla
temas ettirilmesi,

burada 500 g/mol’den daha az olmayan amino grubu esdegerine sahip

bir amino modifiye silikon bilesiginin kullanilmasidir.

2. Istem 1’e uygun imalat metodu olup, burada kiitle olarak %50’den
daha az olmayan jelasyon derecesine sahip lateksin muhteviyati, bir
baski kalib1 recinesi bilesimi igerisinde kiitle olarak %30°dan daha az

degildir.

3. Istem 1°e veya 2’ye uygun imalat metodu olup, burada fleksografik

baski kalibr ayrica bir emiilsiyonlastirici da icerir.

4. Istem 3’¢ uygun imalat metodu olup, burada emiilsiyonlastirici, bir

anyonik stirfaktandir.

5. 1’den 4’e kadar olan istemlerden herhangi birine uygun imalat
metodu olup, burada lateks, kiitle olarak %70°den daha az olmayan bir

jelasyon derecesine sahiptir.

6. 1’den 5’e kadar olan istemlerden herhangi birine uygun imalat
metotlarindan herhangi biriyle imal edilen bir fleksografik bask:
kalibi.
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FLEKSOGRAFIK BASKI KALIBI URETMEK iCiN METOT
VE FLEKSOGRAFIK BASKI KALIBI

Mevcut bulus, bir fleksografik baski kalibi imalati i¢in bir metotla ve

bir fleksografik baski kalibryla ilgilidir.

Arka Plan Teknigi

Omegin Patent Dokiimanlar1 1 1la 3 igerisinde bahsedildigi gibi,
fleksografi i¢cin geleneksel fotosensitif recine kaliplan pozlandirma,
indirme ve pozlandirma sonrasi adimlart vasitasiyla imal edilirler.
Fleksografi i¢in fotosensitif regine kalibimin kullanildigr bir baski
metodu, bir miirekkep tedarik etme rulosu kullanilarak duzgin
olmayan re¢ine kalibimin konveks yiizeyi iizerine miirekkebin tedarik
edildigi, ve ardindan recine kalibimin baski yapilacak nesneyle temas
ettirildigi, boylece konveks yuizeyin murekkebinin baski yapilacak
nesne Uzerine transfer edildigi bir metottur. Bu tir bir fleksografide,
regine kalibmin konveks ylizeyinin bir omuz alanina murekkebin
tutunmas1 veya murekkebin konkav ylzeye nufuz etmesi (bundan
boyle buna "kalip ylizeyl kontaminasyonu” olarak atfedilecektir), sik
olarak, uzun siireli baski islemi sirasinda ortaya ¢ikar. Bunun bir
sonucu olarak, ickin desen alani olmayan bir alana bile bask:

yapilabilir, bu ise baski kalitesinin kotilesmesine yol acar.
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Ozellikle de yakin gecmiste, fleksografinin yitksek dogrulukta baski
islemine uygulanmas1 ilerleme kaydetmistir ve yuksek satir
sayilarinda bir yarim ton noktali baski islemi, renk ve konsantrasyon
derecelendirmesi olusturmak i¢in ¢abuk yuritilmustir. Bu durumda
yarim ton noktalar arasindaki araliklar daha az oldugu i¢in, miirekkep,
baski kalibimin yarim ton noktalarmin konkavlari i¢erisine daha kolay
doldurulur, Miwrekkep, baski kalibinin konkavlar igerisinde Oonceden
belirlenmis veya daha fazla bir miktarda toplandiginda, noktalar
arasinda kopril olusturmak ig¢in, baski yapilacak nesneye transfer
edilir, bu da baskr kalitesinin dnemli ©dl¢iide kotilesmesiyle

sonuglanir.

Fleksografinin karakteristiklerinden biri, sulu miirekkep, alkollii
mirekkep, solvent tipi miirekkep veya UV mirekkep gibi, ¢esitli tipte
mirekkeplere uyum saglamasidir. Diger yvandan, herhangi tipte bir
milrckkep kullanddiginda dahi, kalip ylzeyi kontaminasyonunun
onlenmesi i¢in bir talep mevceuttur. Ozellikle de, solvent tipi murekkep
veya UV murekkep gibi, kalip malzemesi i¢in yuksek permeabiliteye
sahip bir miurekkep kullanilsa dahi, kalip yizeyr kontamimasyonunun

onlenmesi gereklidir.

Bir fleksografik baski kalibimn kalip ylizeyl kontaminasyonunun
onlenmesine iliskin olarak zeten birgok metot dnerilmistir. Ornegin,
Patent Dokiimani 4, esasen polyester regine iceren bir baski kalibi
Uzerine fircayla sirme veya puskiirtme yoluyla silikon yagimin, silikon
kaugugun, silikon vernigin veya florin bilesiginin tutundugu bir
teknigi agiklamaktadir. Kalip yiizeyi kontaminasyonu igin bazi

onleyici etkilerin bu tir bir teknik sayesinde elde edilmesine ragmen,
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noktalar arasmda dar araliklarin oldugu yuksek satir sayilarinda bir
yarim ton noktali baski igleminde kalip yiizeyi kontaminasyonu

onlenemez. Sureklilik etkisi de yetersizdir.

Patent Dokiimani 5 i¢erisinde, bir sulu regineden ve silikon bilesiginin
veya florin bilesiginin bir sulu emulsiyonundan olusan bir karisimin
bir elastomer igeren bir baski kalibi Uizerine uygulandigr bir metot
onerilmektedir. Ancak, modifiye edilmemis bir silikon bilesiginin
kullanimidan dolayi, kalip yiizeyi kontaminasyonunu onleme etkisi
veterli degildir. Ozellikle de, uzun suireli veya tekrarlamali bir baskida,
ad1 gecen etki hemen hemen hig¢ stirdiirilemez, ve etkinin muhataza

edilmesi 1¢in, karigimm tekrar tekrar uygulanmasi gerekli olur.

Patent Dokiimani1 6 igerisinde, hidrofilik polimer, stiren-butadien-
stiren blok kopolimeri, sivi butadien, foto-¢apraz-baglama ajani ve
fotoinisiyator igeren bir fleksografik baski kalibinin, modifiye edilmis
bir silikon bilesigi igeren bir ¢ozeltiyle temas ettirilmest i¢in bir metot
onerilmektedir. Adi gegen bulusta, modifiye edilmis bir silikon
bilesiginin  kullanim1 sayesinde, kalip yizeyr kontaminasyonunu
onleme etkisinde bir iyilesme elde edilir. Ancak, uzun siireli bir baski
isleminde, kalip ylizey1 kontaminasyonu ortaya ¢ikar, ve 6zellikle de,
bir solvent tipi murekkep veya UV mirekkep kullanildiginda, bunun
streklilik etkisi yeterli olmaz. Adi gegen bulusta, ayrica, modifiye
edilmis bir silikon bilesiginin kalipla temas ettirilmesinden sonra, aktif
1sinin yayildigr bir metottan da bahsedilmekte olup, ancak suireklilik

etkisi bu durumda da yetersizdir.
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Patent Dokiimani 7 icerisinde, blok kopolimer, foto-gapraz-baglama
ajan1  ve fotoinisiyator iceren bir baski  kalibi icerisine bir
organosilikon bilesiginin ilave edildigi bir metot agiklanmaktadir. Bu
metotta, silikon bir regine bilesimi igerisine ilave edilir ve silikon
cozeltisinin kalip vyuzeyiyle temas ettirildigi bir metoda kiyasla,
mikemmel bir sireklilik etkisi elde edilir. Ancak, organosilikon
bilesigi, tim baski kalib1 bilesimi igerisine yayilir, ve baski kalib
yizeyi Uzerinde mevcut silikon miktar1 azdir. Bu yiizden, kritik 6nem
tasiyan, milrekkebin neden oldugu tikanmay: onleme etkisi yeterli
degildir. Reg¢ine tabakasmin alt film {izerine tutunmasi da kdtiilesir ve
baski 1glemi sirasinda alt film ile regine tabakasimm ayrilmasi gibi bir

ciddi dezavanta] ortaya ¢ikabilir,

Patent Dokiimam 1: Yaymlanmig Japon Patent Basvurusu (JP-A) No.
171111/98

Patent Dokiimam: 2: Yayimnlannus Japon Patent Bagvurusu (JP-A) No.
88555/88

Patent Dokiirmam: 3: Yaymlanns Japon Patent Basvurusu (JP-A) No.
134410/93

Patent Dokiimani 4: Yayimlannus Japon Patent Basvurusu (JP-A) No.
47805/76

Patent Dokiimani 5: Yaymlanmig Japon Patent Basvurusu (JP-A) No.
2002-292985

Patent Dokitman 6: WO 2005/064413

Patent Dokiimanm 7: WO 2007/116941
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Mevcut bulusun amaci, uzun bir zaman dilimi boyunca kalip yiizeyi
kontaminasyonunu oOnleyebilen bir baski kalibimin imalati i¢cin bir

yontemin temin edilmesidir.

Problemin Coziimil i¢in Yol

Mevcut mucitler, bu tur bir amaca erismek i¢in yogun arastirmalar
yapmuslar, ve amino modifiye bir silikon bilesigi igeren bir sivi, kiutle
olarak %50°den daha az olmayan bir jelasyon derecesine sahip bir
lateks igeren bir fleksografik baski kalibiyla temas ettirildiginde,
burada 500 g/mol’den daha az olmayan amino grubu esdegerine sahip
bir amino modifiye silikon bilesigi kullamldiginda, yukanda
bahsedilen problemin c¢ozuldugimii bulmuslar, ve bunun uzerine
mevcut bulusu tamamlamiglardir, Mevcut bulus, hem bir bask: kalib
bilesimi, hem de bir silikon bilesigi acisindan yuruttigiimiz yogun

arastirmalarin sonucunda yapilmustir.

Bu yuzden, meveut bulusu olusturan unsurlar asagidaki gibidir:

(1) Bir fleksografik baski kalibimin imalati i¢in bir metot olup,
karakterize edici 0zelligi, amino modifiye bir silikon bilesigi igeren bir
sivinin, kiitle olarak %50°den daha az olmayan bir jelasyon derecesine
sahip bir lateks igeren bir fleksografik baski kalibiyla temas
ettirilmesi, burada 500 g/mol’den daha az olmayan amino grubu
esdegerine sahip bir amino modifiye silikon bilesiginin
kullanilmasidir.

(2) (1)’e uygun imalat metodu olup, burada kiitle olarak %50°den

daha az olmayan jelasyon derecesine sahip lateksin muhteviyati, bir
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baski kalib1 re¢inesi bilesim igerisinde kiitle olarak %30’dan daha az
degildir.

(3) (1)y’e veya (2)’ye uygun imalat metodu olup, burada fleksografik
baski kalibi ayrica bir emulsiyonlastirici da igerir.

(4) (3)’¢ uygun imalat metodu olup, burada emiilsiyonlastirici, bir
anyonik siirfaktandir.

(5) (1) 1la (4)’e uygun imalat metodu olup, burada lateks, kutle olarak
%70’den daha az olmayan bir jelasyon derecesine sahiptir.

(6) (1) 1la (5)’in imalat metotlarindan herhangi biriyle imal edilen bir
fleksografik bask: kalibu.

Bulusun Avantajlar

Mevcut bulusun imalat metoduyla hazirlanan fleksografik baski kalibi
igerisinde, solvent tipi bir mirekkebin kullamildigr uzun sureli bir
baski isleminde dahi kalip ylizeyi kontaminasyonu olusmaz ve yuksek

kalitel baski islemi uzun bir sure stabil bir sekilde yuriitulebilir.

Asagida, meveut bulus, sadece, tercih edilen uygulama sekillerinde

gosterilecektir.

Mevcut mucitler, hem bir baski kalib1 reginesi bilesimi, hem de bir
silikon bilesigi agisindan yaptiklart yogun arastirmalarin sonucunda,
kalip ylzeyi kontaminasyonu ©oOnleme etkisinin  mikemmel
stirduiriillebildigi bir metot gelistirmislerdir. Boylece, bir bask: kalib
reginesi bilesimi igerisine, kiitle olarak %50°den daha az olmayan bir
jelasyon derecesine sahip bir lateks dahil edilmistir, ve bir silikon

bilesigi olarak, amino grubu igeren bir bilesik kullanilmstir.
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[k olarak, baski kalibim1 olusturan regine bilesimi anlatilacaktir. Bask
kalibinm1 olusturan regine bilesiminin, kiitle olarak %50’den daha az
olmayan bir jelasyon derecesine sahip bir lateksi (A) esansiyel bir
bilesen olarak ihtiva etmesi ve ayrica fotopolimerize edilebilir bir

bilesik (B) ve bir fotoimistyator (C) igermesi tercih edilir.

Mevcut bulusta kullanilan baski kalibinin, kiitle olarak %50°den daha
az olmayan bir jelasyon derecesine sahip bir lateks (A) ihtiva etmesi
onemlidir. Lateks (A), tek bir lateks igerebilir veya birgok lateksin bir
karisimini i¢cerebilir. Kutle olarak %50°den daha az olmayan bir
jelasyon derecesine sahip lateksin kullamilmasi sonucunda, kalip
yuzeyl kontaminasyonu onleme etkisinin siirdurillebilirligi onemli
olciide iyilestirilir, Kitle olarak %70°den daha az olmayan bir
jelasyon derecesine sahip bir lateksin kullanilmasi tercih edilir. Buna
karsin, kittle olarak %50’°den daha az olan bir jelasyon derecesine
sahip lateks kullamldiginda veya hig¢ lateks kullamlmadiginda, kalip
yuzeyl kontamimasyonu onleme ectkismin surdurilebilirligi Onemli

olgiide kotilesir.

Mevcut bulusta, lateks (A) nin jelasyon derecesi degeri, bunun toluen
igerisindeki  ¢oziinmezlik derecesiyle uyarilir.  Spesifik  olmak
gerekirse, yaklasik 3 g lateks ¢ozeltisi, 100 pm kalinlikta, hassas
tartilmus bir PET film Uzerine uygulanir, 100°C’de 1 saat kurutulur,
hassas tartilir, 25°C’de 48 saat bir toluen ¢ozeltisi i¢erisine daldirilir,
110°C°de 2 saat kurutulur ve yeniden hassas tartilir, ardindan lateks

katt muhteviyatinda toluen igerisinde ¢oziinmeyen maddenin kiitle
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fraksiyonu (bimm: kiitle %’si) hesaplanir ve elde edilen deger, mevcut

bulusta lateksin jelasyon derecesi olarak kabul edilir.

Mevcut bulusta kullanilacak lateks (A), yani belirli veya daha yuksek
bir seviyede jelasyon derecesine sahip bir lateks, gelencksel lateksler
arasindan uygun sekilde secilebilir. Ornegin, bir polibutadien lateksi,
bir stiren-butadien kopolimer lateksi, bir akrilonitril-butadien
kopolimer lateksi, bir metil metakrilat-butadien kopolimer lateksi, ve
benzerleri  kullamilabilir.  Ayrica, bu lateksler (met)akrilatla,
karboksiyle, ve benzerleriyle modifiye edilmis olabilirler. Burada,
jellesmis lateksler olarak cesitli sentetik lateksler ve dogal lateksler
piyasada mevcut olduklar i¢in, aralarindan uygun olan biri, jellesmis

bir lateks olarak secilebilir.

Mevcut bulusta kullanilan lateksin bir emulsiyonlastirici icermesi
tercih edilir. Bir emilsiyonlastirici, ornegin, bir molekiil igerisinde
uzun zincirli alkil grubu gibi bir hidrofobik gruba ve bir karboksilat
gibi bir hidrofilik gruba sahip bir bilesiktir ve bir emulsifiye etme
etkisi  sergileyen bir bilesigi  veya bir  bilesim  gosterir,
Emulsiyonlastic1 olarak anyonik stirfaktan, ivonik olmayan stirfaktan,
katyonik sirfaktan, makromolekiiler siirfaktan veya bunlarin bir
karisimi kullamlabilir. Anyonik siirfaktanin 6rneklerine yuksek yag
asidi tuzu, alfa-olefin siilfonat, alkil benzensulfonat, alkil siilfat tuzu,
alkil eter stilfat tuzu, metil taurinat ve sillfositksinat dahildir. Iyonik
olmayan surfaktan dorneklerine yuksek alkolun etilen oksitle adukti,
alkilfenolin etilen oksitle adukti, yag asidinin etilen oksitle adukti,
polihidrik alkol yag asidi esterinin etilen oksitle adikti, yuksek

alkilaminin etilen oksitle aditktli ve yag asidi amidinin ctilen oksitle
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adokti dahildir. Bir polietilen glikol tipt surfaktan, omegm
polipropilen glikoliin etilen oksitle aduiktii ve bir polihidrik alkol tip1
siirfaktan, ornegin gliserol yag asidi esteri, pentaeritritol yag asidi
esterl, sorbitol ve sorbitan yag asidi esteri, polihidrik alkol alkil ester
ve alkanolaminin yag asidi amidi de, iyonik olmayan surfaktan
omekleridir. Katyonik surfaktan orneklerine acilaminoetil dietilamin
tuzu, N-alkil polialkilenpoliamin tuzu, yag asidi polietilenpoliamid
tuzu, dietilaminoetilamid tuzu, alkil trimetilamonyum tuzu, dialkil
dimetilamonyum tuzu ve alkil dimetilamonyum tuzu dahildir.
Makromolekiiler siirfaktan orneklerine, bir molekill igerisinde bir
hidrofilik  grup iceren  akrilik re¢ine  dahildir. Bu  tir
emillsiyonlagtiricilar olarak, bunlarn bir tirii tek basima veya bunlarm

iki veya daha fazla tiirll, birbirlerine karstirilarak kullanilabilir.

Bir emillsiyonlastirici igeren lateksin kullanildigi bir kalip malzemesi,
su itme etkisini siirdirmede mitkemmeldir ve uzun siireli baski
isleminden sonra dahi noktalar arasmda kopri olusturmayla hemen
hemen hi¢ sonuglanmaz. Anyonik surfaktanim bir emillsiyonlastiric
olarak kullamldigi lateksi kullanan bir kalip malzemesi, ozellikle de,
su itme etkisinin surdiriilmesinde mukemmeldir ve ayrica noktalar

arasimda koprl olusumunun dnlenmesi agisindan da mitkemmeldir.

Fotopolimerize edilebilir bilesik (B), 151k yayma yoluyla polimerize
etme ve capraz baglama, boylelikle seklin muhafaza edilmesi i¢in bir
baski kalib1 igerisinde bir yogun ag olusturma rolime sahiptir.
Fotopolimerize edilebilir bir oligomer, mevcut bulusta kullanilan,
fotopolimerize edilebilir bilesik (B) olarak tercih edilir. Burada

kullanilan bir foto polimerize edilebilir oligomer terimi, bir etilenik
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doymanmus grubun bir konjuge dien esash polimerin u¢ ve/veya yan
zincirine baglandii ve sayr ortalamali molekiiler agirhg 1,000 ila

10,000 olan bir konjuge dien esash etilenik polimerdir,

Konjige dien esaslt ctilenik polimeri olusturan konjuge dien esaslh
polimer, bir konjuge dien doymarus bilesiginin bir homopolimerinden
veya bir konjuge dien doymamus bilesiginin ve monoetilenik
doymamis bir bilesigin bir kopolimerinden olusturulur. Bir konjuge
dien doymamus bilesiginin bu tir bir homopolimerinin veya bir
konjige dien doymamis bilesiginin ve monoetilenik doymamug bir
bilesigin bu tur bir kopolimerinin orneklerine bir butadien polimeri,
bir 1zopren polimeri, bir kloropren polimeri, bir stiren-kloropren
kopolimeri, bir akrilonitril-butadien kopolimeri, bir akrilonitril-
izopren kopolimeri, bir metil metakrilat-izopren kopolimeri, bir metil
metakrilat-kloropren kopolimeri, bir metil akrilat-butadien kopolimeri,
bir metil akrilat-izopren kopolimeri, bir metil akrilat-kloropren
kopolimeri, bir akrilomtril-butadien-stiren  kopolimer1 ve bir
akrilonitril-kloropren-stiren kopolimeri dahildir. Bunlarin arasindan,
kauguk clastisitesi ve fotokiirlenebilirlik acisindan bir butadien
polimeri, bir izopren polimeri ve bir akrilonitril-butadien kopolimeri
tercih edilebilir, ve bir butadien polimeri ve bir izopren polimeri

ozellikle tercih edilebilir.

Mevcut bulusun fotopolimerize edilebilir bilesigi acisindan, gerek
goruldugiunde, genellikle kullanilan bir fotopolimerize edilebilir
bilesik, ornegin akrilat veya metakrilat, yukarida orneksellestirilmis
olanlara ilaveten, mevcut bulusun etkisi kothlesmeyecek oOlguide

kullanilabilir.
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Fotopolimerizasyon inisiyatoria (C), fotopolimerize edilebilir bilesigin
fotopolimerizasyonu ve capraz baglanma reaksiyonu i¢in bir katalizor
olarak bir role sahiptir. Bir polimerize edilebilir karbon-karbon
doymamis grubunun i1sik yayilmasi yoluyla polimerize edilmesini
saglayabilen herhangi bir bilesik mevcut bulusta fotopolimerizasyon
mnisiyatort  olarak kullamlabilitken, 151k absorpsiyonunun neden
oldugu kendiliginden ayrigma veya hidrojen ekstraksiyonu yoluyla bir
kok olusturma islevi goren bir bilesik tercihen kullamilir. Spesifik
olarak, ornegin, benzoin alkil eterler, benzofenonlar, antrakinonlar,

benziller, asetofenonlar, ve diasetiller kullanilabilir.

Mevcut bulusun baski kalibim olusturan re¢ine bilesimi igerisinde,
kutle olarak 950’den daha az olmayan bir jelasyon derecesine sahip
lateksin (A) birlesme miktar1 i¢in belirli bir smirlama olmamasma
ragmen, kitle olarak %30°dan daha az olmayan bir miktarin bilesim
igerisinde ihtiva edilmesi tercih edilir. Kiitle olarak %30’dan daha az
olmayan bir miktarm bilesim i¢erisinde ihtiva edilmesinin bir sonucu
olarak, kalip yuzeyr kontaminasyonunu oOnleme etkisi oOzellikle
mitkemmel olur. Kitle olarak %40°’dan daha az olmayan bir miktarin
bilesim 1gerisinde ihtiva edilmesi daha fazla tercih edilir. Diger
vandan, lateksin birlesme miktarmin st sirmm  kittle olarak
%70’den daha az olmasi tercih edilir. Ust sir kiitle olarak %70°den
daha fazla oldugunda, fotopolimerizasyon ¢apraz baglanma
ozelliginin kotulestigi gorulur ve yuksek dogrulukta bir gorintia

olusturma zorlasir,

Mevcut bulusun baski kalibini olusturan regine bilesimi igerisine, arzu

edildiginde, yukarida bahsedilen i¢ komponent (A) ila (C)’ye ilave
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olarak, 1stege bagli komponentler, drmegin bir elastomer, bir hidrofilik
polimer, bir plastiklestirici ve/veya bir polimerizasyon inhibitorii dahil

edilebilir.

Bir eclastomer mevcut bulusun bask: kalibiyla birlestirildiginde,
mevceut bulusun bask: kalibinin pozlanmasindan 6nce baski direncinde
ve elle kullanma Ozelliginde iyilesmenin goruldugh bazi durumlar
mevcuttur. Bu tir bir etkiye sahip elastomer agisindan, bir konjuge
dien esasli hidrokarbonun polimerizasyonu voluyla hazirlanan bir
polimer, ve bir konjige dien esasli hidrokarbonun bir monoolefin
esasli doymamis bilesikle polimerizasyonu yoluyla hazirlanan bir
kopolimer mevcuttur, ve bunlarm Omeklerine butadien polimeri,
izopren polimeri, kloropren polimeri stiren-butadien kopolimeri,
stiren-izopren kopolimeri, stiren-izopren-stiren kopolimeri, stiren-
kloropren kopolimeri, akrilonitril-butadien kopolimeri, akrilonitril-
izopren kopolimeri, metil metakrilat-butadien kopolimeri, metil
metakrilat-butadien kopolimeri, metil metakrilat-izopren kopolimeri
ve akrilonitril-izopren-stiren kopolimeri dahildir. Bu elastomerlerden
her bir1 tek bagina kullanmilabilir veya bunlardan ikisi veya daha fazlas:
birlikte kullanilabilir.

Bir hidrofilik polimer mevcut bulusun baski kalibiyla birlestiginde,
mevcut bulusun baski kalibinm indirilme  ozelligini  1yilestirme
etkisinin goruldiigii durum mevceut olabilir. Bu tur bir etkiyi saglayan
hidrofilik polimerlere tercihen -COOH, -COOM (M bir tek degerli, 1ki
degerli veya u¢ degerli metal iyonudur veya bir stibstitiie edilmis veya
edilmemis amonyum iyonudur), -OH, -NH,, -SO;H ve¢ bir fosfat grubu
gibi bir hidrofilik gruba sahip polimerler, ve spesifik olarak
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(met)akrilik asidin veya bunun tuzlarimm bir polimeri, (met)akrilik
asidin veya bunun tuzlarimin bir alkil {(met)akrilatla bir kopolimeri,
(met)akrilik asidin veya bunun tuzlarimin stirenle bir kopolimeri,
(met)akrilik asidin veya bunun tuzlarinin vinil asetatla bir kopolimerti,
(met)akrilik asidin veya bunun tuzlarmnm akrilonitrille bir kopolimeri,
polivinil alkol, karboksimetilseliloz, poliakrilamidler,
hidroksietilselilloz, polietilen oksitler, polietileniminler, bir -COOM
grubuna sahip politiretanlar, bir -COOM grubuna sahip poliiire
tiretanlar, bir -COOM grubuna sahip poliamid asit, ve bunlarin tuzlar
veya tiirevleri dahildir. Bunlar tek baglarina kullanilabilir veya iki
veya daha fazla polimer kombinasyon halinde kullamlabilir. Mevcut
bulusun baski kalibimi olusturan rec¢ine bilesimi igerisinde hidrofilik
polimerin birlesme kismu tercihen kiutle olarak %20 veya daha azdir,
ve daha fazla tercithen %15 veya daha azdir. Hidrofilik polimerin
birlesme miktar1 yukarida gosterilen Ust sir1 agarsa, Uretilecek bir
baski kalibinin su direnci kotiilesebilir ve su esashi miirekkep direnci

de kotulesebilir.

Bir plastiklestirici mevcut bulusun baski kahbiyla birlestirildiginde,
mevcut bulusun baski kalibimi olusturan bir recgine bilesiminin
akigkanligini 1yilestirme etkisinin ve furetilecek bir baski orijinal
kalibimin sertligini ayarlama etkisinin elde edildigi bazi durumlar
mevcuttur. Bu tur etkileri saglayan plastiklestirici, tercihen, lateksle
(A) 1y1 uyum saglayan bir Urindir, ve daha fazla tercihen, oda
sicakliZinda sivi olan bir polien bilesigi veya oda sicakliginda siv1
olan bir ester bagina sahip bir bilesiktir. Oda sicakliginda sivi olan
polien bilesiginin drnekleri sivi polibutadien, poliizopren, ve bunlarin

u¢ gruplarimin veya yan zinctrlerinin modifikasyonundan elde edilen,
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bunlarin malemize edilmis tirevler1 ve epoksidize edilmis turevleridir.
Oda sicakhiinda si1vi olan bir ester bagina sahip bilesigin 6meklerine
ftalatlar, fosfatlar, sebakatlar, adipatlar ve molekuler agirhig: 1,000 ila
3,000 olan polyesterler dahildir. Mevecut bulusun regine bilesimi
igerisinde plastiklestiricinin birlesme oram tercihen kiitle olarak %30
veya daha azdir ve daha fazla tercihen %20 veya daha azdir.
Plastiklestiricinin  birlesme miktar1 yukarnida gosterilen st s
asarsa, bir baski kalibinin mekanik 6zellikleri ve solvent direnci biryiik

ol¢tide kotllesebilir, ve bu durum, baski kaliciligini kodtilestirebilir.

Polimerizasyon inhibitorii, mevcut bulusun baski kalibmi olusturan bir
recine bilesiminin termal stabilitesini arttirma etkisi gosterir. Mevcut
bulusun baski kalibini olusturan regine bilesimi icerisinde, geleneksel
olarak bilinen polimerizasyon inhibitorleri kullanilabilir, ve bunlarm
orneklerine fenoller, hidrokinonlar ve katekoller dahildir. Mevcut
bulusun baski kalibin1  olusturan regine bilesimi  igerisinde
polimerizasyon inhibitoriiniin birlesme oram tercihen agirlik olarak

%0.001 1la 3, ve daha fazla tercihen agirlik olarak %0.001 ila 2°dir.

Ayrica, bir renklendirici, bir antioksidan, bir silikon bilesigi, bir florin
bilesigi ve benzerleri de, mevcut bulusun etkisi azalmadigr strece,
yukarida bahsedilenlerden daha baska, istege bagh komponentler

olarak 1lave edilebilirler.

Mevcut bulusun regine bilesimi, esansiyel bir bilesen olarak agirlik
olarak %50°’den daha az olmayan bir jelasyon derecesine sahip bir
latcks (A) ile birlesme yoluyla, ve arzu edildigi takdirde,

fotopolimerize edilebilir bilesikle, fotoinisiyatorle ve istege bagh
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bilesenle kanstirma yoluyla hazirlamir. Bu 1slemde, karnismayn
kolaylagtirma amaciyla, arzu edildigi takdirde, toluen gibi bir organik
solvent ilave edilebilir, Ayrica, tam karnigtirmak amaciyla, bir
vogurucu kullamilarak bir 1sitma kosulu altinda komponentlerin
tamamen yogurulmast da arzu edilebilir. Isitma kosulu tercihen
yvaklasik 50 1ila vaklasik 110°C’dir. Ayrica, karistirma sirasinda ilave
edilen organik solvent ve komponentler igerisinde ihtiva edilen nem,

tercihen, yogurma sonrasi, azaltilmis basing altinda vzaklastirilir.

Simdi, bir amino modifiye silikon bilesigi anlatilacaktir.

Mevcut bulusta kullanilan amino modifiye silikon bilesigi, bir
molekill icerisinde en az bir amino grubuna sahiptir. Amino grubunun
konumu i¢in belirli bir sinirlama yoktur ve bu konumun 6rneklerine ug
konumu ve van zincir konumu dahildir. Amino grubu, c¢oklu
konumlarda var olabilir. Ayrica, amino grubu haricinde bir islevsel
grup da ihtiva edilebilir. Amino modifiye bir silikonun
kullanilmasimin bir sonucu olarak, sadece, baslangic asamasmdaki
mitrckkep 1tme etkisi mitkkemmel olmaz, bilakis ayrica, solvent tipi bir
murekkebin kullamldigi kosul altinda dahi, etkinin ¢ok mukemmel bir

sirdiiriilebilirlik 6zelligi mevcuttur.

Bir ana zincir olarak dimetilsiloksana sahip silikon yagi gibi, modifiye
edici gruba sahip olmayan silikon bilesigi kullamldiginda, murekkep
itme etkisi, kalipla temas etme baslangi¢c asamasinda zaten zayiftir, ve
ayrica, etki, baskinin baslangi¢c asamasinda tamamen kaybolur. Amino
grubuna sahip olmayan, ancak metakrilik grubu, karbinol grubu veya

karboksil grubu gibi bir 1slevsel gruba sahip olan bir modifiye edilmis
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silikon bilesigi durumunda, murekkep itme etkisinin modifiye edici
grubun mevcut olmadig duruma kiyasla daha 1yl olmasina ragmen,

etki, uzun suireli baskr islemi sirasinda azalir,

Amino modifive silikon bilesiginin amino grubu esdegeri 500
g/mol’den daha az degildir, ve bunun 500 g/mol ila 20,000 g/mol
araliginda olmasi tercih edilir, ve bunun 1,000 g/mol ila 10,000 g/mol
aralifinda olmasi daha fazla tercih edilir. Amino grubu esdegerinin
500 g/mol’den daha az olmamasi saglandiginda, baslangi¢c asamasinda
mitkemmel bir milrekkep itme etkisi elde edilir. Diger yandan, amino
grubu esdegerinin 20,000 g/mol’den daha az olmasi saglandiginda,

mitrekkep 1tme etkisinin siirdiiritlebilirligi mitkemmel olur.

Amino modifiye silikon bilesiginin dinamik viskozitesi i¢in belirli
sinirlama olmamasia ragmen, 20 ila 5,000 mm*/sanive aralig) tercih
edilir ve 40 ila 1,000 mm®/saniye araligi daha fazla tercih edilir.
Dinamik viskozitenin 20 mm’/saniye’nin  altnda  olmamas:
saglandiginda, murekkep itme ozelligi ozellikle mukemmel olur.
Diger yandan, dinamik viskozitenin 5,000 mm®/saniye’nin altmda
olmas1 saglandiginda, dissolisyon TUzerine stabilite 0zellikle

mukemmel olur.

Mevcut bulusta kullamilabilen amino modifiyeli silikon bilesigi
acisindan, asagida gosterildigi gibi olan biri piyasada mevcuttur.
Boylece, bunun orneklerine Shin-Etsu Chemical tarafindan imal
edilen KF859, KF393, KF860, KF880, KF8004, KF867, KFg869,
KI861, KI'877, X22-3939A, PAM-E, KFF8010, X22-161A, KI8012,
KF8008, X22-1660B-3, KF857, KF8001, KF862, X22-9192 ve
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KF858, ve Asahi Kasei-Wacker Silicone tarafindan imal edilen L652,
L653, L655, L656, WR1100, WR1200, WR1300, WR1600, WT1250
ve WT1650 dahildir., Bunlarin arasindan KF8359, KF860, KF880, X22-
161A, KF8012, KF8001, L653 ve WT1250, 1slevsel grup esdegeri ve

dinamik viskozite agisindan ozellikle tercih edilir.

Mevcut bulugta, bir emillsiyon tipi, amino modifiye bir silikon bilesig
de kullanilabilir. Ornegin, asagidaki uriinler piyasada mevcuttur.
Bunlarin orneklerine Shin-Etsu Chemical tarafindan imal edilen
PolonMF-14, PolonMF-14D, PolonMF-14EC, PolonMF-29,
PolonMF-44 ve PolonMF-52, ve Asahi Kasei-Wacker Silicone
tarafindan 1mal edilen FINISH CTI4E, FINISH CTISE, KP2601,
NP2609, TS2403, SLJ1316, SLI1367, SLI1358 ve SMK2101J
dahildir,

Amino modifive silikon bilesigiyle bir baski kalibinin temas
ettirilmest  1icin bir  metot acisindan, herhangi  bir metot
uygulanabilecektir. Ormegin, bir islemden gegirme ¢ozeltisinin, amino
modifiye silikon bilesigi organik solvent, su veya alkol, tercihen [ 1la
6 karbon(lar)a sahip bir alkol, daha fazla tercihen metanol, etanol,
veya izopropil alkol veya benzerleri igerisinde ¢ozindurilerek veya
dagitilarak onceden hazirlandigi, ve ardindan, pozlama adimindan
sonra uygun bir asamada, baski kalibmmin bir i1slemden gecirme
cozeltisi icerisine daldinldigi veya islemden gecirme c¢ozeltisinin
atomizor, puskirtichi veya firga kullamilarak kalip yluzeyir Uzerine
uygulandi@i bir metot mevcuttur. Bu tir bir islemden gegirme ¢ozeltisi
igerisinde kullanilan silikon bilesiginin konsantrasyonu kiitle olarak

%0,05 1la kutle olarak %10 araligindadir. Gerek goruldiigiinde, amino
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modifiye silikon bilesigimi iceren c¢ozeltiye, kaliba permeabiliteyi
kolaylagtirmak ic¢in, gliserol veya alkil glikol eter gibi bir solventin
ilave edilmesi, veya amino modifiye silikonun dissoliisyon
stabilitesini iyilestirmek i¢in, (formik asit veya asetik asit gibi) asidik
bilesigin, gliserolin, surfaktanin ve benzerlerinin kullamilmasi da
mumkindir. Ayrica, bunlarla birlikte, bir silan kenetlenme ajaninin

kullanilmasi da miimkiindiir.

Amino modifiye silikon bilesigi ¢ozeltisi baski kalibiyla temas
ettirildikten sonra, 40°C’den daha az olmayan bir sicaklikta bir
kurutma/isitma isleminin yapilmasi tercih edilir. 50°C’den daha az
olmayan bir sicaklikta bir kurutma/isitma isleminin yapilmas1 daha
tazla tercih edilir. Kurutma suiresinin 5 dakikadan daha kisa olmamasi
tercth edilir ve 10 dakikadan daha kisa olmamasi daha fazla tercih
edilir. Isitma isleminin bu sekilde yiritilmesinin bir sonucu olarak,
amino modifiye silikon bilesiginin baski kalibina yakin aderans

kuvveti artar.

Baski kalibinin amino modifiye silikonla temas ettirilmesi adiminin,
ana pozlama adimin izlemesi sartiyla, herhangi bir asamada temin
edilebilmesine ragmen, bu adimin indirme adimindan hemen sonra
gelmesi tercih edilir. Bu boyledir, ¢iinkt geleneksel fleksografik oyma
adiminda, kurutma islemi indirme isleminden sonra yurutilir, ve bir
baski kalibi indirme isleminden sonra bir silikon ¢ozeltisiyle temas
ettirildiginde, artik bir developer kurutma isleminin ve bir silikon
¢ozeltisini kurutma/isitma isleminin aymi anda yuritulmesi mumkin

olur, boylelikle adimlar basitlestirilebilir.
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I¢ hat tipi bir otomatik indirme makinesinin kullamilmas1 durumunda,
"indirme" ve "silikon cozeltisi puskurtme" islemlerinden olusan iki
adim tek bir cihaz igerisinde yirutillebilir. Indirme adimi sonrasmda
bir silikon bilesiginin bir ¢alkalama ¢ozeltisi igerisinde ihtiva edilmesi

de mumkundir.

Bir bask: kalibmmm bir silikon ¢ozeltisiyle temas ettirilmesi metodu
igin bir diger ornek, bir amino modifiye silikon bilesiginin, bir
fotosensitif regine kalibi i¢in bir indirme adiminda kullanilan bir
developer ile karistirildigr bir metottur. Yukaridakinin yani sira,
developer genellikle anyonik surfaktan, iyonik olmayan surfaktan,
katyonik surfaktan, kopik giderme ajam, alkali ajani, ve benzerlerini
icerir. Bunlara ilaveten, cesitli stabilizorler de, developer icerisinde
amino modifiye silikon bilesiginin stabilitesinin iyilestirilmesi ig¢in,

developerle birlestirilebilir.

Mevceut bulusta, bir jellesmis lateks iceren bir baski kalibi, amino
modifiye bir silikon bilesigiyle temas ettirilir, bunun Uzerine kalip
yiuzeyi kontaminasyonu onleme ctkisinin mitkemmel siirdiirilebilirligi
saglanir. Etki gdsterme mekanizmasinin hentiz tam anlasilamamasina
ragmen, amino modifiye silikon bilesigi ve jellesmis lateks arasmdaki
bir etkilesimin ve/veya amino modifiye silikon bilesigi  ve
emillsiyonlastirici  arasindaki  etkilesimin = onemli  bir  rol
oynadiklari(oynadigi) varsayilir. Jellesmis lateks iic boyutlu olarak
capraz baglandigr i¢in, amino modifiye silikon bilegiginin jellesmis
lateksin bir matrisi igerisine beslenmesi durumunda bir murekkep
solvent jellesmis lateks igerisine niifuz ettiginde dahi, jellesmis

lateksin hemen hemen hi¢ sismedigi, ve bunun bir sonucu olarak,
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amino modifiye silikonun jellesmis lateksten hemen hemen hic
ayrilmadigi, boylelikle kalip yiizeyi kontaminasyonu onleme etkisinin
mitkemmel strdurilebilirliginin elde edildigi varsayilir. Ayrica, bir
anyonik surfaktanin bir emulsiyonlastirici olarak kullanildigi, bir
latekst kullanan bir kalip malzemesi igerisinde, su itme etkisinin
surdurulebilirliginin 6zellikle mikemmel oldugu ve noktalar arasinda
koprit olusturmayr oOnlemenin de mitkkemmel oldugu gorulmustur.
Amino modifiye silikonun bir amino grubu ile anyonik siirfaktanin bir
anyonik grubu arasindaki giglil etkilesimin bir sonucu olarak, amino
modifive silikonun hemen hemen hi¢ ayrilmadig, boylelikle kalip
yluzeyi kontaminasyonu onleme etkisinin mitkemmel

surdurilebilirliginin elde edildigi varsayilr.

Ayrica, mevcut bulusun  baski  kalibinimm, onceki  teknik
dokiimanlarmda agiklanmamis bir avantajli etkiye sahip oldugu,
boylece baski kaliciliginin, amino modifiye bir silikonla islemden
gecirilmemis baski kahbma kiyasla 1yilestigi de bulunmustur.
Genellikle, jellesmis bir lateksin  kullanildigr  bir bask:r  kalibi
igerisinde, lateksin partikiiller formunda mevcut olmas1 gergeginden
dolay1, uzun sureli bir baski sirasinda bir aniloks rulosuyla ve baski
vapilacak bir nesneyle uzun siireli temas etme sonucunda ince
noktalarda ¢atlamalar ve asimmalar olusur, boylelikle baski kalicihig
her zaman memnun edici olmaz. Yukarida agiklananm tersine, amino
modifiye bir silikonun baski kalibiyla temas ettirilmesi durumunda,
uzun sureli baskir isleminde dahi ince noktalarda c¢atlamalar ve
asinmalar hemen hemen hi¢ olusmaz, boylelikle baski kalicilig:
iyilestirilebilir. Bu etki gosterme mekanizmasinin heniiz tam

anlasilamamasina ragmen, buna, amino modifiye bir silikonla
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islemden geg¢irme yoluyla kahp yuzeymmin asmma kuvvetinin
azalmasimin  ve/veya kalibin miirekkep itme ozelliginde bir
iyilesmeden dolay1 bir miurekkep solventin kalibin i¢ alani icerisine

nufuz etmesinde azalmanin neden oldugu varsayilir.

Ornekler

Mevcut bulus simdi asagidaki Orneklerin yardimiyla daha da

agiklanacaktir, ancak mevcut bulug bu Urneklerle sinirlt degildir.

"Yizey geriliminin belirlenmesi”

Yiizey gerilimi, bir i1slanma geriliminin test edilmesi i¢in (Kanto
Kagaku tarafmdan imal edilen) bir karistirnlnms ¢ozelti kullanilarak
belirlenir. 20°C ve %60 bagil nem (RH) atmosfer kosullar altinda, bir
1slanma geriliminin test edilmesi igin 22.6 mN/m, 25.4 mN/m, 27.3
mN/m, 30 mN/m, 31 mN/m, 32 mN/m, 33 mN/m, 34 mN/m, 35
mN/m, 36 mN/m, 37 mN/m, 38 mN/m, 39 mN/m ve 40mN/m
karistirilmis ¢ozeltilerinin her birinden 1ki damla, bir baski kalibi
tizerine damlatilir ve bir pamuklu ¢ubuk vasitasiyla yayma uzerine,
vayilan 1slanma ¢iplak gozle degerlendirilir. Sivi  itildiginde
karistirilmis ¢ozeltinin degeri, yiizey gerilimi olarak kabul edilir.
Yiizey gerilimi disik oldugunda, miirekkep itme 0zelligi iyilesir ve
baski sirasinda milrekkebin neden oldugu tikanmayr onleme etkisi

artar,

"Noktalar arasinda koprii olusturmanin belirlenmesi”
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Noktalar arasinda koprit olusturma, 800 LPI aniloks kullamlarak
(MCK tarafindan imal edilen) bir fleksografik baski cihazi FPR 302
ile belirlenir. Bir miirekkep olarak, bir solvent murekkep (ticari ismi:
Brightflex (DIC tarafindan imal edilir)) kullanilir. Baski yapilacak bir
nesne olarak, bir kaplama kagidi (ticari ismi: Pearl Coat (O Paper
tarafindan 1mal edilir)) kullanilir. Baskr yapma 1slemi 50 m/dakika’lik
bir hizda yuriitulir, Yukarida belirtilen kosullar altinda, bir 50-m
baski yapma islemi ilk olarak yuratiliir ve baski yapilan bir numune
toplanir. Bundan sonra, bir 950-m baski yapma islemi yuratalir ve
toplamda 1000 m i¢in baski yapma igleminden sonra bir numune
hazirlamir. Belirlenecek yarim ton noktalar 125, 150, 175 ve 200
LPI’da %1°lik, 5’lik, 10’luk ve 20°lik noktalardir, ve noktalar arasinda
koprit olusturma boylelikle tespit edilir. Noktalar arasinda koprii
olusumu hi¢ gozlemlenmediginde, yarim ton noktalarin uglarmda
gozlemlendiginde, yarim ton noktalarin ug¢larmin  yakininda
gozlemlendiginde ve yarim ton noktalarin tim yiizeyleri uizerinde
gozlemlendiginde, bu noktalar sirasiyla "A", "B", "C" ve "D" olarak

belirlenir,

"Baski1 kaliciliginimn belirlenmesi”

Baski kalicihigi, 800 LPI aniloks kullanilarak (MCK tarafindan imal
edilen) bir fleksografik baskir cihazi FPR 302 ile belirlenir. Bir
mirekkep olarak, bir solvent miirekkep (ticari ismi: Brightflex (DIC
tarafindan 1mal edilir)) kullanilir. Bask: yapilacak bir nesne olarak, bir
kaplama kagidi (ticari ismi: Pear]l Coat (Oji Paper tarafindan imal
edilir)) kullanilir. Baski yapma islemi 50 m/dakika’lik bir hizda

vorataliir.  Baskr  kalicithginin - belirlenmesinin - hizlandirilmasi
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amaciyla, baski basmci, dogru degerden 0.02 m’lik bir degere
bastirma kosulu altinda yurutulur. 200 LPI’da %1°lik yarim ton
noktalarda, ¢atlaklara veya asinmalara kadar baski kalitesi olusturulur

ve baski kalitesindeki kotulesme dikkate alinir ve tespit edilir.

"Sentetik Ornek 1"

Kiitle olarak 125 kisum stiren-butadien lateksi (Nippon A&L
tarafindan imal edilen Cyatex NA-11; kati konsantrasyonu: %40;
anyonik siirfaktan bir emillsivonlastiric1 olarak kullanilir), lateks
olarak;

kiitle olarak 15 kisim oligobutadien akrilat (Kyoeisha Kagaku
tarafindan imal edilen ABU-3; molekiiler agirlik: 2,700), kutle olarak
10 kisim lauril metakrilat ve kutle olarak 10 kisim trimetilolpropan
triakrilat, fotopolimerize edilebilir bilesikler olarak;

kiitle olarak 1 kisim benzil dimetilketal, fotopolimerizasyon
Inisiyatorl olarak ve kiitle olarak 20 kisim PFT-3 (Kyoeisha Kagaku
tarafindan 1mal edilen bir Uretaniire yapisina sahip, molekiler agirlig
yaklasik 20,000 olan bir bilesik; kati konsantrasyonu: %?25), bir
hidrofilik polimer olarak, kiitle olarak 0.1 kisim hidrokinon monometil
eter, bir polimerizasyon inhibitdril olarak ve kiitle olarak 9 kisim sivi
butadien kauguk, bir plastiklestirici olarak,

bir konteyner igerisinde kutle olarak 5 kisim toluenle birlikte
kanistirilir ve 105°C’de bir basingh yogurucu kullamlarak yogurulur,
ve bundan sonra, toluen ve su, vakum igerisinde buradan uzaklastirilir,

boylece bir regine bilesimi 1 elde edilir.

"Sentetik Ornek 2"



10

15

20

25

24

Bir re¢ine bilesimm 2, kiitle olarak 91 kisim butadien lateksinin
(Nippon Zeon tarafindan imal edilen LX111NF; kati konsantrasyonu:
%55; anyonik surfaktan, bir emillsiyonlayici1 olarak kullanilir), kiitle
olarak 125 kisim stiren-butadien lateksinin (Nippon A&L tarafindan
imal edilen Cyatex NA-11; kati konsantrasyonu: %40; anyonik
surfaktan, bir emilsiyonlayict olarak kullanilir) yerine kullanilmasi

haricinde, Sentetik Ornek 1°deki ayni metotla hazirlanir.

"Sentetik Ornek 3"

Bir re¢ine bilesimi 3, kiitle olarak 125 kisim NBR lateksinin (Nippon
A&L tarafindan 1mal edilen Cyatex NA-10; kati konsantrasyonu:
%40; anyonik surfaktan, bir emulsiyonlayici olarak kullamilir), kiitle
olarak 125 kisim stiren-butadien lateksinin (Nippon A&L tarafindan
imal edilen Cyatex NA-11; kat1 konsantrasyonu: %40; anyonik
stirfaktan, bir emilsiyonlayict olarak kullanilir) yerine kullanilmasi

haricinde, Sentetik Ornek 1°deki ayni metotla hazirlanir.

"Sentetik Ornek 4"

Bir regine bilesimi 4, kiitle olarak 71 kisim stiren-butadien lateksinin
(Nippon Zeon tarafindan imal edilen C4850; kati konsantrasyonu:
%70; anyonik suirfaktan, bir emiilsiyonlayici olarak kullanilir), kiitle
olarak 125 kisim stiren-butadien lateksinin (Nippon A&L tarafindan
imal edilen Cyatex NA-11; katt konsantrasyonu: %40; anyonik
sturfaktan, bir emulsiyonlayici olarak kullanilir) yerine kullanilmasi

haricinde, Sentetik Ornek 1°deki ayni metotla hazirlanir.
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"Sentetik Ornek 5"

Bir re¢ine bilesimi 35, kiitle olarak 100 kisim NBR lateksinin (Nippon
A&L tarafindan imal edilen Cyatex NA-105S; kati konsantrasyonu:
%350; anyonik surfaktan, bir emiullsiyonlayici olarak kullanilir), kitle
olarak 125 kisim stiren-butadien lateksinin (Nippon A&L tarafindan
imal edilen Cyatex NA-11; kati konsantrasyonu: %40; anyonik
strfaktan, bir emiulsiyonlayici olarak kullanilir) yerine kullanilmasi

haricinde, Sentetik Ornek 1°deki ayni1 metotla hazirlanir.

"Sentetik Ornek 6"

Bir recine bilesimi 6, kiitle olarak 119 kisim NBR lateksinin (Nippon
Zeon tarafindan imal edilen SX1503A; kati konsantrasyonu: %42;
anyonik stirfaktan, bir emilsiyonlayict olarak kullanilir), kiitle olarak
125 kisim stiren-butadien lateksinin (Nippon A&L tarafindan imal
edilen Cyatex NA-11; kati1 konsantrasyonu: %40; anyonik surfaktan,
bir emulsiyonlayict olarak kullamlir) yerine kullanmilmasi haricinde,

Sentetik Ornek 1°deki ayni metotla hazirlanir.

"Sentetik Ornek 7"

Bir regine bilesimi 7, kitle olarak 50 kisim butadien polimerinin
(Japan Synthetic Rubber tarafindan 1mal edilen BRO2; kati
konsantrasyonu: %100), kiitle olarak 125 kisim stiren-butadien
lateksinin (Nippon A&L tarafindan imal edilen Cyatex NA-11; kati

konsantrasyonu: %40; anyonik siirfaktan, bir emilsiyonlayict olarak
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kullamlir) yerine kullamlmas: haricinde, Sentetik Ornek 1°deki aym

metotla hazirlanir.

"Sentetik Ornek 8"

Bir re¢ine bilesimi 8, kiitle olarak 75 kisim stiren-butadien lateksinin
(Nippon A&L tarafindan imal edilen Cyatex NA-11; kat
konsantrasyonu: %40; anyonik surfaktan, bir emulsiyonlayict olarak
kullanilir) ve kitle olarak 20 kisim butadien polimerinin (Japan
Synthetic Rubber tarafindan imal edilen BRO2; kati konsantrasyonu:
%100) bir karnsimimn, kitle olarak 125 kisim stiren-butadien
lateksinin (Nippon A&L tarafindan imal edilen Cyatex NA-11; kat
konsantrasyonu: %40; anyonik surfaktan, bir emulsiyonlayict olarak
kullanilir) yerine kullamlmas: haricinde, Sentetik Ornek 1’deki aynm

metotla hazirlanir.

"Sentetik Ornek 9"

Bir regine bilesimi 9, kiitle olarak 25 kisim stiren-butadien lateksinin
(Nippon A&L tarafindan imal edilen Cyatex NA-11; kati
konsantrasyonu: %40; anyonik siirfaktan, bir emillsiyonlayici olarak
kullanihr) ve kitle olarak 40 kisim butadien polimerinin (Japan
Synthetic Rubber tarafindan imal edilen BR0O2; kati konsantrasyonu:
%100) bir kansimmn, kiitle olarak 125 kisim stiren-butadien
lateksinin (Nippon A&L tarafindan imal edilen Cyatex NA-11; kati
konsantrasyonu: %40; anyonik surfaktan, bir emulsiyonlayici olarak
kullanilir) yerine kullamlmas: haricinde, Sentetik Ornek 1°deki ayni

metotla hazirlanir.
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"Ornek 1"

Sentetik Ornek 1°de elde edilen bir regine bilesimi 1, bir polyester
esasli yapiskan tabakayla kaplanmis, 125 pm’lik bir kalinliga sahip bir
polictilen tereftalat filmden olusan bir destek, ve polivinil alkol igeren
bir yapiskan olmayan tabakayla kaplannmus, 100 pm’lik bir kalinhga
sahip bir polietilen tereftalat filmden olusan bir orticii film arasinda
sandvi¢ haline getirilir, boylece yapiskan tabaka ile yapiskan olmayan
tabaka, re¢ine bilesimiyle temas cderler, ve ardindan 1 dakika
boyunca 105°C’de ve 10 MPa’lik bir basingta bir 1siyla bastirma
makinesinde bastirihirlar, boylelikle 1.14 mm’lik bir kalinhiga sahip bir
levha benzeri fotosensitif recine kalibi elde edilir. Bu fotosensitif
recine kalibi, ilk olarak, bir UV pozlama cihaz1 (Philips tarafindan
imal edilen 10R) kullamilarak destegin bulundugu taraftan 300
mJ/cm®lik bir toplam ylizey pozlama islemine tabi tulur ve ardindan
kars1 taraf Uizerindeki ortict film uzaklastirilir, bunu bir negatif film
vasitasiyla 4,000 mJ/em™lik bir gorintii pozlama islemine tabi
tutulma takip eder. Ardindan, kalip indirme islemi, bir yikama cihazi
(Toyobo tarafindan imal edilen CRS 600; 40°C’de %I’ lik yikama
sabunu sulu ¢ozeltisi) kullamilarak 7 dakika boyunca vyuratulor.
Bundan sonra, kalip ylizeyr izerindeki su damlalari, bir su siizme
cubugu kullamilarak uzaklastinlir. Sonra, bir amino modifiye silikon
bilesiginin (Shin-Etsu Chemical tarafindan 1mal edilen KF859; amino
grubu esdegeri: 6,000 g/mol; dinamik viskozite: 60 mmnr’/saniye)
agirlik olarak %0.4°Uni igeren bir etanolik ¢ozelti, kalibin Uizerine, bir
puskirtict kullamlarak puskurtulur. Bunun ardindan, kurutma islemi,
bir kurutucu kullamilarak 10 dakika boyunca 60°C’de yuritialir, ve

sonra pozlama sonras: iglemi (Philips taratindan imal edilen 10R;
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4,000 mJ/cm?) yuritilir ve (5 dakika boyunca) bir sterilize edici
lambayla islemden gecirme yapilir, boylece hedeflenen baski kalib

elde edilir. Belirlemenin sonucu, Tablo 1°de gosterilir.

"Ornek 2"

Ornek 1’dekiyle aym belirleme, Sentetik Ornek 2°de hazirlanan regine
bilesimi 2 kullamilarak vapilir. Belirlemenin sonucu, Tablo 1°de

gosterilir.

"Ornek 3"

Omek 1°dekiyle aym belirleme, Sentetik Ornek 3°de hazirlanan regine
bilesimi 3 kullamilarak yapilir. Belirlemenin sonucu, Tablo 1°de

gosterilir.

"Ornek 4"

Ornek 1’dekiyle aym belirleme, Sentetik Ornek 4°de hazirlanan regine
bilesimi 4 kullamilarak vapilir. Belirlemenin sonucu, Tablo 1°de

gosterilir,
"Kiyaslama Ornegi 1"
Ornek 1°dekiyle ayni belirleme, Sentetik Ornek 5°de hazirlanan regine

bilesimi 5 kullamilarak vyapilir. Belirlemenin sonucu, Tablo 1°de

gosterilir.
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"Kiyaslama Ornegi 2"

Ornek 1°dekiyle ayni belirleme, Sentetik Ornek 6°da hazirlanan regine
bilesimi 6 kullamilarak yapilir. Belirlemenin sonucu, Tablo 1°de

gosterilir.

"Kiyaslama Ornegi 3"

Ornek 1’°dekiyle ayni belirleme, Sentetik Ornek 7°de hazirlanan regine
bilesimi 7 kullanilarak yapilir. Belirlemenin sonucu, Tablo 1°de

gosterilir.

"Ornek 5"

Ornek 1°dekiyle ayni belirleme, Sentetik Ornek 8°de hazirlanan regine
bilesimi 8 kullanilarak yapilir. Belirlemenin sonucu, Tablo 1’de

gosterilir.

"Ornek 6"

Ornek 1°dekiyle ayni belirleme, Sentetik Ornek 9°da hazirlanan regine
bilesimi 9 kullamilarak vyapilir. Belirlemenin sonucu, Tablo 1°de

gosterilir.

"Ornek 7" (Referans Ornek)

Ornek 1°dekiyle ayni belirleme, bir amino modifiye silikonun (Shin-

Etsu Chemical tarafindan imal edilen KF393; islevsel grup esdegeri:
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350 g/mol; dinamik viskozite: 70 mm?/saniye) bir silikon bilesigi
olarak kullamlmasi haricinde yapilir. Belirlemenin sonucu, Tablo 1°de

gosterilir,

"Ornek 8"

Ornek 1°dekiyle aym belirleme, bir amino modifiye silikonun (Asai
Kasei-Wacker Silicone tarafindan imal edilen L656; islevsel grup
esdegeri: 800 g/mol; dinamik viskozite: 25 mm?*/saniye) bir silikon
bilesigi olarak kullanilmasi haricinde yapilir. Belirlemenin sonucu,

Tablo 1°de gosterilir.

"Ornek 9"

Ornek 1°dekiyle ayni belirleme, bir amino modifiye silikonun (Shin-
Etsu Chemical tarafindan imal edilen KF880; islevsel grup esdegeri:
1,800 g/mol; dinamik viskozite: 650 mm?/saniye) bir silikon bilesigi
olarak kullanmilmasi haricinde yapilir. Belirlemenin sonucu, Tablo 1°de

gosterilir.

"Kiyaslama Ornegi 4"

Omek 1’dekiyle aynmi belirleme, bir karboksi modifiye silikonun
(Shin-Etsu Chemical tarafindan imal edilen X22-162C; islevsel grup
esdegeri: 2,300 g/mol; dinamik viskozite: 220 mm®/saniye) bir silikon
bilesigi olarak kullanilmasi haricinde yapilir. Belirlemenin sonucu,

Tablo 1°de gosterilir.
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"Kiyaslama Ornegi 5"

Ornek 1’dekiyle aymi belirleme, bir metakril modifiye silikonun (Shin-
Etsu Chemical tarafindan 1mal edilen X22-164A; islevsel grup
esdegeri: 860 g/mol; dinamik viskozite: 25 mm®/saniye) bir silikon
bilesigi olarak kullanilmasi1 haricinde yapilir. Belirlemenin sonucu,

Tablo 1°de gosterilir.

"Kiyaslama Ornegi 6"

Ormek 1’dekiyle aym belirleme, bir modifiye edilmemis silikonun
(Shin-Etsu Chemical tarafindan imal edilen KF96-50CS; dinamik
viskozite: 50 mm’/saniye) bir silikon bilesigi olarak kullanilmas:

haricinde yapilir, Belirlemenin sonucu, Tablo 1°de gosterilir,

"Kiyaslama Ornegi 7"

Bir silikon bilesigi bir baski kalibiyla temas ettirilmez. Omek
1’dekiyle aymi belirleme, yukandakiler haricinde yapihir. Belirlemenin
sonucu, Tablo 1°de gosterilir.

Tablo 1°den, amino modifiye bir bilesik, kiitle olarak %50’den daha
az olmayan bir jelasyon derecesine sahip bir lateks igeren bir
fleksografik baski kalibiyla temas ettirildiginde, uzun siireli bir bask:
isleminden sonra dahi noktalar arasinda bir koprii olusumuna neden
olmadig: gorulebilir. Bunun tersine, Kiyaslama Ornekleri 1, 2 ve 3’de
gosterildigi gibi, disiik jelasyon derecesine sahip lateksin kullanildig:
veya lateksin kullanilmadigi bir baskr kalibr igerisinde, baski islemi

sirasinda mitrekkep itme etkisi donemli dlgiide azalmaz ve noktalar
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arasinda kopri olusumu korkung bir haldedir. Ayrica, Kiyaslama
Ormneklert 4°de, 5°de ve 6’da gosterildigi gibi, amino grubuna sahip
olmayan bir silikon bilesiginin kullanilmas: durumunda, uzun sireli
bir baski isleminde miirekkep itme etkisinin azalmasi dikkat ¢eker ve
noktalar arasinda kopril olusumu da kotiilesir. Yukarida agiklanan
hususlar dikkate alindiginda, kuitle olarak %50°den daha az olmayan
bir jelasyon derecesine sahip bir lateks igeren bir baski kalibi bir
amino modifiye silikon bilesigiyle temas ettirildiginde, su itme
etkisinin uzun stire mitkemmel stirdiirillebilecegi ve noktalar arasinda

kopril olusumunun dnlenebilecegi anlasilir,
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[Tablo 1] * bir Referans Ornegi gosterir

regine yuzey noktalar baski1
bilesimi gerilimi arasinda kalicihgmm
(mN/m) kopra belirlenmesi
olugturma
regine kullanilan lateks silikon
bilesigi
bilesimi jelasyon | lateks baskinin | baskidan | baskimin | baskidan
numarast | derecesi muhteviyati baglangig | sonra baslangi¢ | sonra
(kutle (kintle %’si) asamasi asamasi
%’s1)
Ornek 1 1 95 50 amino 25 25 A A >1000 m
modifiye
silikon
bilesigi
KF859
Ormek 2 2 86 50 amino 25 25 A A >1000 m
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modifiye
silikon
bilesigi
KF859

Ornek 3

75

50

amino
modifiye
silikon
bilesigi
KF859

25

25

>1000 m

Ornek 4

60

50

amino
modifiye
silikon
bilesigi
KF859

25

27

>1000 m

Kiyaslama

Ornegi 1

35

50

amino
modifiye
silikon
bilesigi
KF859

25

34

800 m
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Kiyaslama

Ornegi 2

50

amino
modifiye
silikon
bilesigi
KF859

25

40

belirlenmedi

Kiyaslama

Ornegi 3

lateks

yok

amino
modifiye
silikon
bilesigi
KF859

25

40

>1000 m

Ormek §

95

30

amino
modifiye
silikon
bilesigi
KF859

25

27

>1000 m

Ornek 6

95

amino
modifiye
silikon

bilesigi

25

30

belirlenmedi
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KF859

Ornek 7*

95

50

amino
modifiye
silikon
bilesigi
KF393

27

27

>1000 m

Ornek 8

95

50

amino
modifiye
silikon
bilesigi
L656

25

27

>1000 m

Ornek 9

95

50

amino
modifiye
silikon
bilesigi
KF880

25

25

>1000 m

Kiyaslama

Ornegi 4

—

95

50

karboksi
modifiye

silikon

27

35

700 m
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bilesigi
X22-
162C

Kryaslama

Ornegi 5

95

50

metakril
modifiye
silikon
bilesigi
X22-
164A

30

35

600 m

Kryaslama

Omegi 6

95

50

modifiye
edilmemi
s silikon
bilesigi
KF96-
50CS

33

40

500 m

Kiyaslama

Ornegi 7

95

50

yok

40

40

500 m
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Mevcut bulusun imalat metoduna gore, mitkemmel surduralebilirlige
sahip bir kalip yiizeyi kontaminasyonu onleme etkisi, bir fleksografik
baski kalibina kazandirilabilir, Bunun bir sonucu olarak, uzun bir siire
stabil bir sekilde yuksek kaliteli bir baski isleminin yuriitilmesi artik

mimkundiir ve bu olanak endiistriye buyuik fayda saglar.
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